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Patentansprtlche 



Verfahreft zur Alisbildung von Bildern, dadurch gjekcnn- 
zeichnet, da£ 

(1) blldweise ein phbtographisches^ aus einem Trager, einer 
Bildausbildurigsschicht auf dens TrSger und. einer Silber- 
halogenidemulsionsschicht auf der \ Bildausbildungsschicht 
bestehendes Material belichtet wird, 

(2) das belichtete Material uriter Bi;ldung. eines Silberbildes 
entwickelt wird , 

(3) der Bildbereich der Emulsionsschicht durch Xtzbleichung 
tmter Freilegung der darunter befindlichen Bildaus- 



bildung8schicht entfernt wird und 



' •• t l .'- V ' 1 I 



(4) der f reigele^tie Bereich ^de^ Bi^da^sfeildimgsfichicllt unter 
Ahvenduxi£ eiiier } Gaspla^ wird. 1;\ 

2, Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daS 
daa photographische Material weiterhin; eihe ihydrophile Grun-- 
dierachicht zwischen der ^tJda^sb^Mun^ss<ihlcht ; :^ind .der Silber- 
halogenidemulsiohsschicht enthMlt - - 



■•■( -- ' S 



3» Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Grundierschicht eihe Starke von etwa- 0,0* tis etwa. . ' 
1 yum besitzt. sj •■ -.?< v , 

* * . " ' * . ■ •' 

■ * - • • . : ■ . " ■ * ■':"]' ■ . > • • - - 

' »/ • ■» » t. - , 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3,' dadurch gekennzeichnet, 
da8 als TrHger des photographischen Materials Glas> Qutrz, 
Saphir, Kunststoffolien, Keramiken, Metalle, Halbmetalle 
Oder Enailgut • verwendet werdeh.' 



* » 
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•if 5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4 f dadurch gekennzeichnet, 
dafl als Bildausbildungsschicht des photographischen Materials 
eine Schicht aus Metall, Metalloxid, einem Halbmetall oder 
ein^r 1 Kombinatibn Oder Gemischen hieryon verwendet wird. 

* 

. 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet* 
"daS als Bildausbildungsschicht eine Schicht aus Chrom oder 
Siliciuic verwendet 'wird. ; 

7 i Verfahren nach AnspfUch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Starke der Bildausbildungsschicht von etva O f 01 
bis etwa 'lO^um .angevandt wird. 

,' " : ■. * ' i 

•*. . * I . . . . . ■ • t * - > • 

■ t • • ■* - * . , . . m . t j? . • > : / 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis^r dadurch gelfennzeichnet, 
; idafl Silherhaloge^idMrneJl in der Silberhalogenidemulsions- 
schicht .ftit ,*iner !d^rchschni1;MichenrKoragr8fie von etwa 
0,1 ^um oder weniger angewandt werden. 

; Y6*fqtaftn-;txaeJs ;Angpru<?h- 1 r bi^ rdadurch gekennzeicbnet, 
dafl ?*ine;vSilberfeaAq^ des photographischen 

Materials mit einer 3t^}^r!mk^t^j9fX^ B etwa; lO^iim ange- 
vandt wird. 

1 0e ?:¥6rf ahren nach .Anspruch 1 bis 9 !f dadurch gefcennzeichnet 9 
dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht aus Chrom oder 
Chromoxid angevandt wird oder als Plasma Tetrachlorkohlen- 
, 'sttfff -oder fciii r: Gemisch yon: Tetr^chlorkohlenstoff und Luft 

angettaijdt .liittrdV r xk r.i*J * ■■ ;. ;■«■ * ; • .... r 

• • •• •■ > *.w ... .'»..•» i ., ■ < .Q ; . ;.'.« , . . . 

11. Verfahren nach Anspruch ,1 K bis. 9 f ^dadurch gekennzeichnet, 
dafl eine Bildausbildungsschicht aus Silicium, Germanium 
oder inem Gemisch v n Silicium und Germanium ang vandt vird 
und als Plasmagas ein Fluorkohlens toff gas angevandt wird. 

** 
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' ' ' * * i 

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 1 1 , dadurch ^^in- 
zeichnet , da& nach der Stufe 4 zusStzlich elrie^En'tfe 1 ^^^ 
der verbliebenen Emulsions schicht angeschlosseti^wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet r 
dafi die Entfernung durch eine GasplasmaStzung unter' Anven- 
dung von Sauerst of f Oder Luft durchgef Uhrt 



14. Verfahren. aw Ausbildung von Bildern, dadurch gekenn^ 
zelchnet, daB 7 " Siv " 

(1) bildweise ein photographiaches , aus eixiem Trttger. einer 
Bildauabildungaschicht auf dem Trfiger und einer Silberhalo- 
genidemulsionsschicht auf der Bl Idausbildungs schicht be- 
etehendea Material be lichtet'W^d; 0j ' - s; * h ; ' 

(2) das bellchtete Material unter Bildung eiries Silberbildes 
entwickelt wird, • : : ' ' ! J >" '"• r - ; ' v ^"'"••■a 

(3) das Silberbild mit einer ein sechswertiges Chromium und 



ein Halogenion enthaltenden GeirbbieichiesWg" befranaelt wird, 
(*».) einheitlich die Emulsions schicht an Licht auSgesetzt und 



erneut die Enulsioiisachicht unter Bildung von SiiVeir im be- 
lichteten und unbelichteten Bereich der Emul s i ohs s chlcht ent 
vickelt wird, 

(5) der unbelichtete Bereich durch Xtzbleichung unter Frei- 
legung der darunter befindlichen ^ Biidausbildun^x^icht 
entfernt vird und „ 

(6) der freigelegte Bereich der Bildausbildungsschicht durch 
Gesplasma&tzung entfernt wird* 

- ■ " ■ i -"« ••• v* J -I .1 



• -j > 

?.f" 



15. Verfahren zur Ausbildung von Bilderh. dadurch gekenn- 
zeichn t, daB .... 

(1) bildwels in photographisch' s, aus einem Tracer; einer 
Bildausbildungsschi ht auf dem TrHg r und in r ungehttrt t n 
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Oder geringfUgig geharteten Silberhalogenidemulsions- 
schicht auf der.Bildausbildungsschicht bestehendes Ma- 
.ter^l^beilchtet wird, 

(2) d*s' beiichtete Material iinter Bildung eines Silber- 
bildesentvickelt uhd'das Silberbild zur HSrtung des 
Bildbereicbes^der. Emulsionsschicht gerbgebleicht wird, 

(3) die.Emulsionsschicht mlt warmen Wasser bei etwa 

40 bis etwa 70$ unter ,Entf erriiing des Nichtbildbereiches 
der Emulsionsschicht und iinter Freilegung der darui^ter 
.befindlichen.Bildausbildtingsschlcht behandelt wird und 

(4) der freigelegte Bereich der Bildausbildurigsschicht 
durch Gasplasmaatzung entfernt wird. 



,1 6. Verfahren nach. Anspruch' 1 5, ( dadurch gekennzeichhet, 
daB als TrSger des ; phot pgr aphisWeri Materials Glas", Guarz, 
; 6aphir*» Kunststof.folien,' "keramiken,' Metalle, Halbmetalle 
und Emailgut verwendet werden. 

K h ; -> '■ ■ .. ; 

.,. -.. 1 7. r Verfahren. nach Anspruch 1 5 oder 16, dadurch gekenn- 

zeichiiit 7 da3 " als ' Bi ^id^sbtidu^s^chicht des photograph! schen 
"? Materials? eine' "Scniclit aus %&mfetiii\ Metalloxid, einem 
,, Halbmetaii oder ei*er • iJonb^iidk'' 64e#. ''CteMsch hiervoh ver- 
vendet wird. 



r 



18. Verfahren nach Anspruch 15 bis 1 7i dadurch gekenn- 
zeichnet,' daB eine BiidausbildijhgsMchicht mit einer Starke 
vpn- etwa ,0, 01 bis etwa .10 /um verwendet wird . - 



19. Verfahren nach Anspruch : T5 bis 18, dadurcn gekehn- 
.. ze,i<;hn^t , t dafi SilberhalogenidkSrner in der Silberhalogenid- 
* e^sionsschicht mil" einer durcnsehnit-tiicnen KorhgrSBe 
, ,, von etwa 0.1 /um oder w niger verwendet werden. 



I,.; " * * ■ • • fti 
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20. Verfahren nach Anspruch 15 bis 19, dadurch gekenn- 
zelchnet, daS eine Silberhalogenidemulsionsschicht des 



photographischen Materials mit einer StSrke von etiraf 



0,1 bis 1 0 yum verwendet : wird 



21 • Verfahren nach. Anspruch. .15. bis 20, dadurch gekenn- 
zelchnet, dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht 
aus Chrom Oder Chromoxid verwendet. wird und als Plasma- 
gas Tetrachlorkohlenstof f oder ein Gemisch von Tetrachlor- 
kohlenistoff und Luft verwendet wird, 

' ' A - .- . 

22 . Verfahren nach Anspruch 15, bis 20, dadurch gekerih- 
zeichnet, daB als Bildausbildungsschicht eine Schicht aus 



Silicium, Germanium oder einem Gemisch, aus Silicium uhcT 

Germanium verwendet wird. und als Pl^smagas eiri" Flubrkdhleh- 

. .ij.ii -fr.'i' r :.d ( ;v?. .-. •: 

fltoffgas verwendet wird. 

•9 



23-. Verfahren nach Anspruch 15, bis .22, dadurch gekenn- 
zelchnet , dafl nach\derr Stuf e 4 zusktzlich eine IStuf e "'awr'' 
Ehtfernung der verbliebenen Em^l^.ionsschicht durchgeflihrt 



wird. 



24. Verfahren nach Anspruch .23 f dadurch gekennzelchnet , 
daB die Entfemiong durch eine Gasplasmaatzung iinter AiiWen- 

■• : ■ : .: . . * »,i 

dung von Sauerstoff oder Luft durchgeftlhrt wird. 



' * • ; . ■ 



25 • Verfahren nach Anspruch 15 bis 24, dadurch gekenn- 
zelchnet, dafl die. Gerbbleichung in Stufe 2 unter Anwendung 
einer wSsssrigoi sechswertigp^Chrpniionen ,.und eine jSaure ehtn* 
haltenden LSsung durchgefiihrt wird. 
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26. Verfahren zur Herstellung von Bildern, dadurch gekenn- 

... * *■ S * • «' t 1- ti I 



zeichnet. , daB 

(1) bildweise' ein" photographisches, aus slnem Trager, elner 
Bildausbildungsschicht auf dem TrMger und einer ungehar- 
teten Oder geringfUgig geharteten Silberhalogenidemulsions- 
schicht auf der Bildausbildungsschicht bestehendes Material 
belichtet wird, 

(2) . das beiichtete Material uhter Bildung eines gehSrteten 
Silberbildes gerbentwickeit wird, 

(3) die Emulsionsschicht mit wariien Wasser bei etwa 40 bis 
etwa 7Q t C unter Entfernung des Nichtbildbereiches der Emul- 
sionsschicht und unter Freilegung der daruiiterllegenden 
Bildausbiidungsschicht behandelt wird und ' 

(A), der 'freigeleg'te fierelch der Bildausbildungsschicht .durch 
GasplasmaStzung entfernt wird. 



27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, 
daB als ^Trkger des photogWphisCheh 'Materials Glas, Quarz, 
Saphirr ? '^sts^of folien^'KdVainikeft, Metalle, Halbmetalle 
oder"Emaiigut vm^e^^^r'^' 1 '' - :x ' 



*. i ■ 



28. Verfahren nach Anspruch 26 Oder 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, "dafi als BifdaUs ? bilduhgsschicht des photographischen 
Materials eineSchicht aus Retail, 'Metalloxid, einem Halb- 
metall oder' einer Kbmbination oder Gemischen hiervon ver- 



wendet wird. 



^9. Veriahreh nach Anspruch : 26"bis 28, dadurch gekennzeichnet, 
dafi eine 'Blidausb^ldu^'sic^cht'mii-efier^ Starke 'von etwa 
0,01 bis etwa 10 /urn verwehdet wird; iV 



nnooio / fl QL L 



270U58 

. •■ i - > ■ < 

■•■ . * e 

i j'. - ■ . . • - 

30. Verfahren nach Anspruch 26 bis 29, -dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl SilberhalogenidkBrner In der Silberhalo- 
genidemuls ions schicht mit einer durchschnitt lichen Korn- 
grfifle von ctwa 0,1 /um oder weniger verwendet werden. 

31 • Verfahren nach Anspruch 26 bis 30, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl eine Silberhalogenidemulsionsschicht des 
photograph! schen Materials mit einer Starke von etwa 
0 f 1 bis etwa 10yum verwendet wird. 

32. Verfahren nach Ansp^obi 26 bis 31 9 dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl als BildaUsbi^dungs schicht eine Schicht 
aus Chrom oder Chromoxid verwendet wird und als Plasma- 
gas Tetrachlorkohlenstoff oder ein Gemisch von Tetra- 
chlorkohlenstoff und Luft verwendet wird. 



33 • Verfahren nach Anspruch 26 bis 31 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl als BildausbildungsscHic>it eine Schicht 
aus Silicium, Germanium oder einem Gemisch von Sillclum 
und Germanium verwendet wird und als Plasmagas ein Fluor* 
kohlenstoffgas verwendet wird. 



3 A. Verfahren nach Anspruch 26 bis 33 » dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl nach der Stufe l 4 eine zusStzlich^ Stufe 
zur Entfernung der verblieberien Emuisiorissthictrt ange- 
schlossen wird. 



35 • Verfahren nich Anspruch 34 f dadurch gekenhzfeichnet, 
dafl die Entfernung durch eine Gasple>imafitzting uidter An- 
vendung von Sauefstoff oder t\&\ dufrchgei^r^Wird . 



». • . . * . ■ *■ . 
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Verfahren iur Hefatellung vori 



Bildern 



■ •■ i i. 



* til -V .. .<»'>•. .., f ... I . • , * 

■ .■*.»; <»^. » . - • -» 4 1- ' ', .l ■ * / , , 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
ltmg^von Bildem, instesondere ein Verfahren zur leich- 
ten Herfitellung von Bilierii,. welche viarmestahil tind/oder 
cheaiach heatandig und/oder dauerhaft sind. 

GemSB der Erfindxong vird^ein Bildauabildungaverfah- 
^en unter Anwendung eine.s photographischen Mater iala, wel* 
, cbea aui5. einetn TrSger, einer iarauf hef indlichen Bildaus- 
ii^ngs^chichtj* beispieisvei8> Chroaoxid, und 

einer Silberhalogenid^ der Bildaua- 

tildxingsachicht besteht, angegeben, welches die hildweise 
Belichtung des photographischen Materials, die Entwick- 
lung des belichteten Materials vinter Bildung eines Sil- 
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berbildes, die Behandlung des Materials mit einer Atz- 
bleichlBsung zur Entfernung des Bildbereiches der Emul- 
sions schicht und ztir Freilegxmg der Bildausbildyng s* : 
schicht unterhalb der entfemteii \^ul8ion3^chd^t, ; ^ t 4. % 
anschlieflende Entferhung des freigelegten Bereiclies. 
der Bildausbildungsschicht unter Anwendung. eine s : Plasma- 
gas&tzverfahrens umfasst. Bei einer : yeiteren Aus£Uhrungs- 
form ist die Emulsionsschicht ( des photographischen. Materials 
ungehfirtet Oder lediglich. schwach ^fefijrtet ,und die ; rBild T 
ausbildungsschicht wird durch, Abwaschen des Nichtbildbe- 
reiches der Emulsionsschicht; mit varmen Wasser nacfc der 
HHrtung des Bildbereiches unter Anwendung einer Gerbbleich- 
lcaung oder einer Gerbentwicklerlbsung freigelegt. ' 

Die nach den Ublichen Verfahren durch bildweise Be-, 
lichtung eines photographischen Material? aus einem. 
Trfiger , beispielsweise einer - G^asplatt e f 9 und , eijier darauf 
ausgebildeten Siiberhftlogen4..demulsipnss,c^ich.t.. und, E^twick- 
lung des belichteten: Materials , mit anschl^f fie^deK llii^frung 
erhalt enen Silberbilder ?. haben . den , Nachteil , dafi > sie, ' einef 
niedrige Warmestabilltat (bei , 1 5,0 bis 20OC wird der Binder 
aufgrund von thermispher. Zersetzung verf&rbt) und- eine 
niedrige chemische Bje standi gkei* (beispielsweise wird 
das Silberbild beim Kontakt mit Saijren gelost oder der 
Binder wird durch Alkalien gelbst) hesitzen und die 
Etoulsionsschicht mechanisch schwach und f.tir Schadigungen, 
wfihrend der Handhabung anfallig. ist (d.h. , die Silberbilder 
haben eine niedrige Dauerhaf tigkeit ) . , . ." ! ' . . 

Um diese Nachtelle zu tiberwinden, wurde auf dem Ge- 
Diet der. mikroelektronischen Hersteilung, Zuflucht zur Pra- 
xis der Bildausbildung; mit einem Material v.on hoher. ther- dk 
mischer Stabilitat, jchemischer Bes^§ndigkeit. und Dauer- 
haf tigkeit, beispielsweise Chrom, g nommen. Beispiels-' " 



709829/094A 



2701458 



4 

- * - 

40 



w eiae ; kann ein 'Cbronbild clurch Auabildung. einer dtinnen 
Nf Scbicht vori Chro*, beispielaweiae ,*it einer Starke von - 
etwa 806 : i; : i auf- r einetn Glastrager dutch Vakuunabecheidung 
und/otfe'r -^apruhenr Auf2i6hen einer Photowiderstanda- 
schicht aiif ' die Cftrocisebicbt zur Bildung einea licht- 
emp^iniiichen Materially bildweise Belichtung des Ma- 
terials unter Anvendung von Uitraviolet.tstrablen, Ent- 
Vflcklung der belichtetdn-PHotowiderstandaschicht nit 
einer ? Eritv/icklerlbaung unter- -Entf ernung der Y/ideratands- 
achicht'-in den bel±cbteten ; Bereich Oder unbelichteten Be- 
reich uriter Preilegung der darunterliegenden Cbronachicht , 
cheraieche Xtzung der frelgelegten Chrtjaschicht miti einer 
Atzlbsung zu ibrer Entfernung und gewunacbtenfalla Ent- 
f ernung der verbliebenen Widerstanda&cbicbt erhalten 
werden c i" baa erhaitene* Produkt V>lrd auf dieaem Pa cngebie t 
ala Cbx0Taaaake c bezli^t-6nd'' dle= CbrOmscbicht : wird als 
"MaakenschlM ; be^el ; cnnet "3ild- . 

'auabi&gas^ittbt* inr'Rahaeb' der ETf indtong' beseicbnet, 
d'^ ale 5 auf • Weiteren AbWendungagebietenf. als :denen; der Maake 
' verWende^t ^erden^rinv ^^telle^ vo* Cbrdm- konnen auoh ,< 
Chro^olcia r (Cr^60V- ^s^o^^gO^) , .Chroo-Chromoxid, 
Siliciuo, si'i^iito^^-lCsiW^-^^^- und Siliciuo- 
GerfianiUte zur Bildung der Maskenscliicht verwendet: werden. 

'i)ife t &otbVider¥tande v werden bei dea. vorstehenden 
Verfahren-'zur CbronaaskenbllSung eingesetst , .jedoch kpn- 
: neb" Vie V da' die Lichtenpf indlichkeit der Photowiderstande 
auflerat niedrig ist , nlcht- biidWeise^ unter-- Anwendung einer 
• ala Muatergen'e^tor '(pattera- generator)* bezeichneten Spe- 
- zialvorricbtung b£idVe*aV : belicbte't Verden . Inf olgedesaen 
v/irl 1 da^Tvoitttehend an'gegebene photographiscbe Material 
' i T ; ' 7 ' Giaatrager"^ gebildeten Silber- 



au8 
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halogpnidemulsioDBBchicht zur Belichtung ''ftuxb&'^dexi Muster- 
generator eingesetzt* Da das erhaltene Silberblid eine 
niedrige Dauerhaftigkeit und chetniscbe BeatSDdigkSit , 
wle voretehend ausgefiibrt, beaitzt, wurde eine Praxia 
e»twiok*lt f wobei dleaea Silberbild innig mit deo ror- 
atehead eufgefuHrtea liotatempf indlichea Material uater 
Ha aohlttB aiaee auf die Ctootnoaekeaacaicat aufgeeogeaen 

■■ > . , * ' ■■::.'■■/ . ■"•:"*!, '•■'Si* 1 

Photowiderataadea koataktiert vird, da a Bild ea Ultra - 
riolettatranlen (Bogeaaaata "fcoataktbeliohtuag" j aua- 
gaaatat wird und die Pho t o w id e r a t a ad a e ch i ch t ea tWi eke 1 1 
uad die Chroma chi cat geatzt wird, aodafl die Cnrbnraaake 
entateht. Die , dabei erhalteae Cnrotraaake wlyd • jf , 'f** 0 "" 
fadeaaeta (reticle) bezeichae$ uad Wird ale Stammbild .. 
fOr eiae ala >So1iritt-aadrWiederabl-3toWere n <'atepfaBd-re- 
peat, caaera) beaeioaaete Speaialyorrichtuag yeryeadet. 



Baa Muater dea Padenaetzea. wird ^WicharWaia a",a^' elaer 
auf 1/10 verriagert ea SkaljiJ uater ABweBduijg <jier_ IScniitt- 
uad-Wiedabol-Kainera beiiphtet". j)a die" Etapfindlichkeit dee 
Photowiderataadea, wie , voratehend aagegebea, aiedrig iat, 
nttseen zwei Arte* tod llchtenjpf indliciien Materialieb ver- 
wexidet nerden, xua ein Chronladenibetz zu erhaiten.' Da- 
durch ergeben sich erhShte Kosten der Materialieri und es 
elBd zahlrelche YerfabreDS8tuf en erfbrderlichV wodiirch 
die Pehler erhoht . werdea , die ia dem Caroafadeaaetz auf- 

tretea. ; - .... ... .„..-,. . vv . ( 

Deahala aipd phot ographiache . IteteriaiieB zva Bilduag 
einea Chromfadennetzea vou boher Etnpfindli'chkeit erwUn8cht 
uad ea wurde beiapielaweiaa daa ia der US-Pat^ptachriit 
3 674 492 "beachriebeae pho.tpgraphiacbe i-iaterial vprgeachla- 
gea. wozu auf Pigur 1 der ; belli egea dea Zeictumagea verwi - 
a en wird. Dieses photographische Ilaterial unfaaat eiaea 
GlaatrSger 10, eiae darauf befindlicbe Itoakeaachicbt 11, 
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eine weiterhin darauf bef indliche Photov/iderstands- 
schicht 12"trad eine auf der Oterseite des Photowider- 
standes liegende Silberhalosenideaulsionsschicht 13. 
Es 1st angegelpen, daB eine dauerhafte Ma alee erhalten 
warden kannl ind^rp .zuerste in Silberbild durch bild- 
veise Belichtung, /Entwicklung und Pi&ieruhg der Enrol- 
aionaa.chicht 13, ans.chiieflende Belichtung der Photo- 
widerstaiidsschicht 12 "eintteitlioh nit Ultraviolett- 
etrahlen, Entferv.uns der " Enulsi&nss chichi V Eritwiclc- 
lung der Photov;iderstandsschiclit , itzuig der Maaken- 
schicht und schlieSlich Entfernung des "Ifideratandes 
hergestellt werden kann. Da jedoch"die a hydrophiie 

chen 

Material aufgezogen ist, witd die Haftung zwischen 
der Eaulsionsschicht und der Photov>iderst'andsschicht 
schlecht, wenn nicht auf defl Photov/iderstand' eine 



hydr ODhile Un t'erufcerzugss 6hlbht a usgebriid4t is t . Die- 
ses, phbtographische'T'IatVf^ ^oai 

dai3 es aus /zaliiteichen Bchicht&'i) aufgebaut v/erden auB, 



hat ^oait den llachteil, 



godaJ3 die Kosten der KaterialieiJ er^hoht v;erden . ?er 
'ist hei Anwendung dieses 'Materials das photographische 

Terfahre^ kompliziert . 

Palls die Silberhalogenid?!Dul9 ion alis Ersatz fiir 

en 'piibtov/iderstand verv/endWt ver'den l:5nnte, v/Urden' . 



den 



photographiaches Material und Verfahren sehr einfach. 
'WtaScni'ich eriaubt' : aie '■^^ls r icjri , s9ciiicht' einen freien 
'"'^rc'ig&hs. viaax-:Ji¥r ibsuigen und. '"kann keire Sperre 
^egen^e"r*\*4ssri'getf Xt'zi69Urigen 't/efden. Jedocb. wufden 
'•iaige'Wr!fa'hr^n ''kur^Wzieiuhg einer Wirkung der Enul- 

sionsscMcht a' Is'"' W'f1f«V8^¥nd- -'ber'ei^s friitier gefunden 
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(US-Paten tantaeldung Serial 2To. 513 439- void 9. Oktober 
1974) und. ein. photographiachea Material unter. Sin-' 
achlufl .einer auf eine Maakenachicht ohne Aawendung '" 
einer Photoviderstsndaachicht aufgezogenen Siiber- ' 
halogenideoulsionaachicht. und ein photographiaches 
fur die Anv/endung dea Materials ge eigne tea Verfahren 
wurden nun mbglich. 

Die Erfindung betrifft eip , neuea, Verfahren,'' 
welches. fflr ein derartiges. bereita' friiher vorgeachla r 
genea photographiachea Material-- geeignet iat. \ 

.. , WUhrend. die voratehende Be'achreibung in Bezug 
auf Photonaaken erfolgte, iatVdaa Verfahren geziks der ' 
vorliegenden Erfindung nipht auf Photonaaken beachrknkt 
und kann allgemein • W v Ausb^4iajg.,yo^^4ern' eingeaetzt 
werden . Beispie^aweiae .^agh^'gg ^ ,^aa r .erf indungageniaBe Ver- 
fahren, mb'glich, ein chem ; ia.c^.'be9tlndigee J^.ter^^ines ! 
Bdelraetalles...\j[ie Gold .Oder Paila,diun*"auf eineia Kxinststoff- 
film, beiapielsweiae, einer _ .^yfithylent e^f pht^i^lgiie , 
auazubilden Oder., ein. pernsanente^ ,BiisLzu .^b^^n,weiches 
wSrneatabil , chenisch, be^t^d^g -unci dauerhaf t.' is't, 'in'dea 
ein Muster von Ch^oo .cde^ ; ^i«ien^id,.auf Vineo .Eersaikaa- 
terial, beiapielswei8e .eineni weifien AluninJjUEO.xidkeranik- 
gut gebildet v/ird. ' ' " ""' " 

• • Eine Aufgabe der Erf indung .beateht deahalb injeinen 
neuen und einfachen Verfahren, ^as'ffir .p^ogr[aiwiqhe 
Materialien aua e^nen : 3?rager, . einer da ra.uf. bef.indlichen 
Bildauabildungaschicht und .einer ^ber^pgenideia^slona- 

schicht. auf der O.berae.ite, der,>iidau8.bildung33chi.cht "be- 

steht. . . " { * " ;: ' 

c % *' > -J - , - .. . . .k » 

Die voratehende Aufgabe wird durch bildwe'iae Be- 
lichtung und Entwicklung d ; es. ..yqr^eh^nd gej3 childjer-ten 

zur. Bildung e.inea Silberbildea, 
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^ Entfe^nung der E&ulsioTisschicht in einen das Silberbild 
tra^enden Berei'Ch Oder in' einetn das Silberbild nicht 
trag^nae^'fereich unter Preilegung der unter diesea 
Bereich ^fiidiitihea'Hiidaiisbiiduiissschicht und aa- 
schliejBende 3eba ndiung es freigelegten Bereiches der 
BildausVildungsschicht nittels Gasplasnaatzung zur 
Entfernung derselben erreicht. 

'In den beiliegenden Zeiehnungen zeigt 
Figur 1 ein photographiscb.es rlaterial zur Bildung eines 
ChroDfadennetzes geiaafi deri' Stand der Technik und • 
die Ti^iiren 2 bis 6 seigen das photographischte Material 
genafl der Erfindung und die ver3chiedsaen Stufen der 
Behandiung entsprechend ! dea erf indungsgeaaBen' Verfahren. 
il ' Tm einzelnen is t Pigur 2 ein Schnitt eines photo- 
'"■"'grap'hischla erxiridun|sggaa^ binges etzteri Materials , wo- 
bei 'die fieziigslilfer 26 "'den/ Tracer, 2f die Bildausbil- 

' c bgisic^'en i' ::: Palis ; die Bildaxisbilaungsschicht 21 oledphil 
' ''' 'is't',' ka'na t; eine : hydrOphii:e > ' Wteruberzugsschicht zvrischen 
"der Bitdra^tiii^ufj^sl^i^tl^ i; uad der Silberhelogenid- 

: ; : erf ir)dtiiissg6*n£B elngesetzte Trager kanri ? trans- 

parent Oder nicht-tra^sparent oder steif Oder flexibel 
' seiti f iier hier 'ing&vandt'* 'Ausdruck "transpareriter Trager" 
beieiehnet : einen Trager, Welches? 'ein zura Durchlassen von 
l tficht-'v;eaiger als etwa $0 "$7 vorzugsweise nicht weniger 
' als '■fb ^/eiektronagiietiscHer tfelien l td nahen ultraviolett 
iich'tbereibh i" bis etwa 4000 SU 

und in sichtbaren Lichtbereich beispielsveise etwa 4-000 % 
bis e'twa' 7 5 OCr S geeigae'teie ; Material ucfa'sst. Spezifische 
Beis^pi^ie fur geei'gnete ! iTrage : r Virid Grias , * Quarz' , Saphir , 
•'* 1 r is^^ii:o^S6li^ ^iMitilMiati Poiyathyle'nterephthalat , 
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Polystyrol und Celluloseacetat, Keraniken, beispiels- 
weiee Aluniniuaoxidkeranikgut und Titankerataikgut . J;Ietalle 
beispielsweise Nickel, Kob3lt * . Chro% Titan,. Hipkel-Chrom- 
legierungen , Eisen-Hickellegierungei^, EAsen-Chro^egierungen 
Eisen-Kobaltlegierungen und Eisen-IIic^el-Ctiroialegi^riiiigen, 
Halbmetalleibeispielsweise SllicjLuig und Geraanium, Metalle 

'•p * ► • r 

nit eine Oxidiiberzug auf der; Oberflache, beisplsipweiaf 
anodisch oxidiertes Aluminium* : und Eraailleware. 

■I <«>>fc.. <- . . ''V* ..* > 1 ' i i 

? Die erf indungsgenafi eing^aetzte 3ildausbildupgsgchicht 
kann durch .Anhaften eines Bild.ausbildupgsaqteri^Xs an dem 
Trager unter Anwendung verschiedener Verfahren *wi,e... V^kuum- 
abscheidung, Aufspriihen, Ionenplattlerung, ElasmasclweiBung, 
chenische DaapfabsCheidung (CVD) Oder, chesischer Elattierung 
auflgebildet werdsn • Brs.uic^hbare. Bi3d au^Mldungsna t er ial ien 
umfassen beisT>i y elsvjeise; ••Hetal£ox£4fi* wie. Chrocoxid (Cr o 0^), 
Eisenoxide (Fe^O, und ;?e,0,).., £up£er T I-!0Xide_. (OUoQ,).,, .JKupf er- 
II-Oxide (CuO), ilickel^pxid. Kpbal.toxid, ,KadTaiunoxid t Titan- 
oxid , Tantaloxid und, dgl .: ,).; -He.talle ; /wie Ch::pm , , Aluminium , 
Silber, Titans; Cobalt, •V/ol,frai3,,,.Se^ ; lur, i Gold,. Platiu,. Iri- 
diuia, Palladium, ahodii^^i^QjL^b^p^ jT^ntal," Eisenrlliclcel- 
legierungen f Eis^n-ChroiplegieiTUpgen , Eise^-Kobaltlegierungen 
Eisen-Mckel-ChroT5legierungen upd ?dgl. , Halbiae.talle wie 
Silicixin, iuia und dsl. . Halbnietalloxide. v/ie ..Siliciun- 

oxid (SiO), German iunosid und. dgl^ und. Eoinbina.ti,pnen der- 
artiger I-Iateria^ien ,v/ie Cr-^r P 0^^ crfcalten .durch, Ai^sbildung 
von' Chronoxid auf der Oberflache von .Chron, Si-SiO,,. er- 
halten durch. die Ausbi^Ldung van Sili'ciundioxid auf der 
Oberflache f von iSiliciuin ,und Geniqcbe von., Sili.ciug un4 
Germanium. Palls Haterialien mit : einers niedrigen AusnaS * v 
der Hydrophilie wie ?e«0« , =Si .Ge , SiO« .,. ,Ge-Si und . dgl . 
als Bildausbildxingsnat^rial-.yerweridet yerden, . wird..e,s 
bevorzugt, daB ein iiaterial mit einem hohen AusaaB'der 
Hydrophili zu ein r Starke von etwa 10 bis etvra 100 & 
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aui der bberflltche der Bildaiasblldungss chichi; abge- 

schiedWwird;' •"' 

" 'Di<4 Starke der Bildauabildungaachicht kaan in 
Ab^gigkeit rcn den gewiiriachten Gebrauch variieren, 
lie^fc ijedbch ita aligerieirien ztfiachen etwa 0,01 und 
etWa 5/vp ; vorzugsweise etWa 0,01 bis etna 3 yum y 8tar- 
ker bevbrzugt etwa 6,05 Me etwa 1 vun, am starksten 
bevorzugt etwa 0,05 ttfri O&yvaim- Wenn die Schicht zu 
dUni) 1st, wlird did Dlcbte des Blldea niedriger und 
wenn die Schlcht zu difck 1st, niranrt die zvm Atzen er- 
f brdeirllche Zeit zu. ' " > 

Venn die Midauabildungsacblcht a la optiache Has- 
ke verwendet wird , llefeirt die MldausSildungsschicht 
eibeb ita&kentft&irt' itir^ Ultravidlettlicht und/oder sicht- 
biaretf EicbLtV"' Ixf dicrsfeia 1 ilst d&e optische transparente 
iibliti dtef ; flildaiB bildungrisphicht gl*6fler als 1 , 0 y vor- 
zi^weiS^P >tarkdr beVorziigt 1 , 5 v r : , 
• " !k ^)i e ^ di e Biidai^biWxHigaachictit aufzuziehende 
SiibVrhalbg8hidetosionsTOhib*rt^ Jcanri aua Jeder bekannten 
Sllberbtcfc^ durch Dispergierung 

einee Silbiei*liiaiogenid6a in eirieifi waaserlSalichen Binder 
erblailr^ imtxiaioD^ii von feinzterteilten Tellchen 

Werdeb beabnders bevdfzugt. "Beiepielisweiae werden die 
adgenarintefi "LipipQann^nvulaionen 1 ' von Sllberhalogeniden 
Bit eiber du^chachiiittlieben TeilchengrBfle von nicht, 
ttebr dlfli etwa 6,1ytici bevorzugt. Das Ge^ichts verbal tn is 
fbn Silberhalogenid feu waaaerlBslichen Binder betrSgt 
allgeaein etwa 1 :6 bia -etwa 8 : i . Die Silberhalogenid- 
emiaibn fcanri :; auf J die Bildauablldungsschicht beiapiela- 
veiae unter Axmendung einea Brehiiberzugageratea , flber- 
ztigfcgerfit a und dgl. aufgesog n v rden. 

"- f * ;*»•..•..,« _ * " . , 
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Geeignete Beispiele fur veri/endbare SilbernWogenide 
8 ind SilberOhlor id , Silberbroaid i ■ SI Iter jodid ',■ -' Silbefcnlor- 
oromid, Sllberjodbronid, Silberchldf jbdid Und ' Silberchlor- 
jodbronid. 

Sensibiliaatoren, Hartungaaittel und Antischl'eienait- 
tel. wie aie in tTblichen photogajaphiechen ErnulsiGxien ein- 
geeetzt werden, k5nnen zu '''der 1 erf indungsgemafi ^venverideieb 
Siltoerhalogen id emulsion gewuriSchtenfalls zugegeberi werden. 

Brauchbare waeserlSsliche Binder sind beiepielaweise 

Gelatine, Albuain, Kaseiri, Celluloaederivate," Agar", Natrium- 

alginat , Kohlehydra tderiva te , Poly vinylalkdhol , Poly vinyl- 

pyrrolidOn und Pblyacrylanid. GewUnachtenfalla 'kann -eiii '" 

Geniach von zWei Oder ^'el!ib?"Ver^f Sg^icfie* 3 Blilde'rii : 'eiflge- * '■• 
eetzt werden . ; > * '•■ ? - tcam-i. '1 

Die Starke^ der Silberhalogenidemulaionaachittbt^^'a'cTi 
der Trocknung 'ii'egt 'aligeirieiri zwiachen etwa 0y 1 vasS- etwa 
lOywn/Vorzugavfeise zwisctien e-tt>a rd^i 'bis' etrwa '■*$■ 1 J ffiny--'* 
starker bevorzUgt etwa b;i i£i's : 2-^ui8; H : " -v- 

Bine erste Aus fUbrxHgllf olin ' der -Ig&liidubg urcfasdt die 
bildweise Belichtung der Siiberbalogenideraulaionbaohiciit , 
Entwicklung der Silberhogenidenulsionaaciilcht, : gegebeneri- 
falla Pixierung de8 eritvickelten "fi'ildes , Entf erriung' dea 
Silberbildbereiches der Silberba'logenideoul8io^ • 
mit einer Xtzbleichl&sung zur Preil'egung ' der darun'^'er -be- 1 
findlichen Bilddusbili ungss cbicht mit einer AtzbleichlS- 
sung zur Preilegung der da runt er £ bef indlichen' Bird^'isbil- 
dungeschicht uni. ,: ana'chlieJ3ende ! -Bn'^f e'rnung des -ireigeleg^en jK 
Bereiches der Bildausbildungss chicttt- ait- elnen : -' : &as^iasoja . 

Die geeignete* B lichtung der Silberb^lbgenid^iaulsion 
kann durch elektromagn :: tischV StraniungV 1 flir- di die : l &ilber- 
balogenidlSaung erapfindlich. iat, b isplelsweise aicht bares 
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licht, ultraviolettes Licht, Elektronenstrahlen, RBnt- 
genatrahlen und dgl. erfolgen. Bei cptiech aenaibilisierten 
phptpgiaph^ Ilaterialien . 1st es 

gUnsti : g,; ein Licht hauptaachlich nit einer Wellenlange 
entsprechend den Wellenlangenbereich, fur den Emulsion 
optisch aenaibilisiert wirde, ois Lichtquelle zur Be- 
lichtung der Emulsionsschicht zn v/ahlen. 

f >Die ? Ausbildung einea. Silberbildea in der Silber- 
halogenideauleionsschicht; kann unter Anwendung der tib- 
lichen phptographischen. Behandlungen, d.h. durch ; Ent- 
viciaungabehandlung der belichteten. Emulaionaschicht 
und Pixiexung,bewirkt werden* Die i^blichen pho^ographischen 
..Behandlungen unf assen Belichtung, Entv/iQklung, Eixierung 
und dgl ;n ^nd ; konnen JLn.Jtehaen der .Erfindung angewandt v/er- 
den .und sind .in ^Te^h^io^eB. ; .of,.^llcrophotography ?qdak Data 
Book, P-52 (Eastman Kodak Co., Rochester, N.I. , 1970) be- 
B:chrJ. &ben ... <K .,. . . 

c . n : r> Bie, zur. Bildung /einea Silberbildea t hei der ersten 
Aiisfulurungafprrn der : ,Erf inching eingesetst^n Entv/ickler- 
lb'sung kahn eine beliehlge a,u£ den. Eachgebiet bekannte 
.Entvjiiclflerlbsung aein^urid. unfasat .b.eispielsw.ei3e Hydro- 
chirion >. ^pogal^pl f 1 -rPhenyl-3-pyrazolidpn ,p-Aninophenol 
und : Aflc.qr-Wnsiiurev 

ea aoglich, bekannte Verbindungen 
oderf^pponenten , - beispielsv/eise alkalische tyittel ..Beiapiels 
weise rJ^^pimT^j^qxlA Oder ITatriuckarbonat, pH-Einstellungs- 
mitt.el: 5 oder. Puf f er beispi^lsweiae. Essigaatire oder Borsaure t 
Ant^ftcl^eierat^ Kaliunbronid t Oder Kon- 

rj9^z^e^»ing8jDi.tjf-el^ beisnielsv;.eise ITatriuosulf id, zu der Eat- 
.wi^^JL^iaj.g. -zuziiaatz-eB . • . - . . 

: v r And^rers.ei*s kanp 4as .<Fixienrogsttittel fiir daa Sil- 
.. ; b rhalogenid ana beliebigeo Lb^ungsnittela fur. Silberha- 

*' v '. *w J f " - : -v " j *'• ■* ' . . 
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logesid ; beispielBweiBO Natrimathioaulf at oder Natrims- 
tMocyanat, wie sie-i'uf dea Pactigebie* '?allgeoe&Q!$fh;; a 
kaunt sind, besteheiK Die das Fixierungsiaittelt ectiwl- 
tende Lftrang kanu gewtinschtenf alls auch eiti Konaer- 

* 

vieruDganittel, belsplelsv.»eise Nat]*iumsulf id; einen 
pH-Puf f er, beispielswei8e Borsaure f r ein pH-Ein8tellirpgs- 
mlttel/belapielsweise Eaaigsaure, oder ein Chelatmityel 
und dgl, enthalten. 

- Es tiird soToit in der iSllberhalogenidennjlaiQua- 
schicht uster Anwendung bekauriter Methoden ein Silber- 
bild ausgebiidet. Ira nicirtbelichteten Bereich rerblelbt 
das Sllberhalogenid oder as vird fixieripund entfernt. 
Pigur 3 der beiliegenden Zeiehnungen; ^zpigt ein .phcrtc- 
graphiaches Material^ *orib eiat.Silbe^bild 30rta be- 
lichteten Bereich aiisgeblldet? is* • ln;;tfBbelickt^t^ 
Bereioh der fiaulsioiisrichiclit 31 ; kaqn dapc- Sllbgrbalp^id 
▼erbleiberi oder kann i durch Pixierujag eptf eynt werden 5 

Die Silberhalogenldemulsionsschicht : wird dann mit 
irgendeiner * bekaimten Itibleiclil^r.png zur Entf ernung der 
das Silberbild tragenden. Telle d*r Silberhalogenidemwlsions 
schicht behandelt und, wie. in Figur< 4 gezeigt* rird die 
bildbildende Schicht ^unterhalb ,,-des . a ilberbildtragenden 
Teiles 30 freigelegt, wie mit 40 bezeichnet ist. Die 
Atzbleichung ist die .Erscheinung,; wobei* falls- .eine ein 
Silberbild trageade SllberralpgenidemulsionsschichtiOit 
einer AtzbleichlBsung behandelt wird , der .j silberbi^dtra- 
gende Teil der.Emulsionsschicht weggefitzt wird. . 

Santliche bekannten Xtzble|(.chl«8su:i5en ,kJ^f n ; ,zu *iV 
diesem Zweck verwendet werden , Beispielsweise ; ,kj^en ,-dle 
in TAGA Proceedings, Seite-1 v bis ; ,| t , , , 1967 und/ PSA Technical 
ftjarterly, Nov; t955, S itsi i3Q*bis •J^b schri bra Xtz- 
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blel^la^ffUDgeri eingesetzt werden. Spezifieclie Beispiele 
umfds^n^ etije KUpf6rfIIrChlorid.jatipnensaure und Wasser- 
atd'ffperoxid enthaltende waaerige LBeung, eine Kupfer- 
n It-rat * Kaliumbromid , Milchaaure und , Waseera tof f peroxid 
enthaltende waaarige Iib'aung, ,..eine Eiaen-III-nitrat, Ka- 
1 iumbrom i d ,: Mil chs Sure.:, und Wa a a. era t of f p er ox id en tha 1 1 ende 
waaarige Lb*8ung, eine Eieen?IlJ-nitret, Kaliumbronid und 
Mil chs Sure enthaltende waaarige LSaung und. eine Zinn-IY- 
chlorid und Ealiumbromid enthaltende waaarige loaung. 

• Die itzbleichung kann« bei etwa ,15 bie -etwa.„60€ 
vorziigsweiae 20 bia 5CPC wahrend etwa 20 3 e Jninden bia 

-etwa 10 Minuten vorzugeweiae wahrend 50 Sekunden bia 
'5^Minuten durehgefUhrt werden^ .. ? «,,. « r 

Daa pho tbgraphia che Material, deasen silberbild- 
tragender -tfeil- deir Emulaionaaehloht entfernt wurde und 

- deafe "dir^terliegend6 ; -,Bildauebil4lMgas«hicht frei- 
gdlfegt l8t ; wie beif 40 : geZeigty ; wird 'dann mit einen 
GaaplaBtia^b^ Bildeua- 

; 'bil ; dungaechiettt ieleJcf^vi entfernt swird, wie ,in Figur 5 

gezeigt . D e r 'flribeliehiete iBereleh-31 der Emulaioneechieht 

ninmt in'-'der Starke- 6 ufgrund - der Pleanabehandlung ab, ver- 

bleibf jedoch tblicherweiaei ohne dafl er vollstandig ent- 
fernt wird. a . ; « - •, 

s - • Die Gasplaamaatztasg kann unter Bedingungen einer 
abgabe-'Vdh etwa 10 bia etwa 1 000 Watt,. veinee Gasdruckee 
von'etWa^ 10"^ bie etwa S' Tosr, ;einer Itzzeit ron etwa 
1 bia etwa lOO^Minuten und "einer Teoperatur in Bereich 
▼on ■' 'Ka^int etnpera tur , ' be iapielaweiae etwa 15 bis 3CFC , 
: T)i!i : '2u -etwa* 60&C durchgeftihrt werden. 
J^'i - Daa ela Gaapiaama verwendet Gae wird in ge ig- 
neter Tfeiae • entaprecnend dem Material der Bildauabildunga- 
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echicht gewahlt. Die PlaamaStzung kann nit beliebigen 
Gasen auegefuhrt warden. Gase, welche jedoch ■ die Emul- ; 
eioneacbicht an den Bildbereichen iangaam ent^eraen-und, 
die Bildausbildungsschicht raach entf ern#nyvlefden>be- . 
v>rzugt . Ein halogenhaltigea Gae ist ale Plasmagaa : ge- 
eignet. Chlor und Fluor enthaltende Gase, beiapielaweiae 
Tetrachlorkohlenstof f , Kohienetof f tetraf luorid , Freon 
(Warenbe.zeichnung, beispielsweise CtfeiF^, CC1 2 F 2 und :. 
CC1 2 P-CC1P 2 und dgl.), Geoiache v Wn koMenatbffte^tra- i 
fluorid und Luft. und Gemischevbn Fre'bn und 'Luft -und dgl ; . 
werden ala. Gaaplaama bevorzugt; Wenn beispielsweise die 
Bildausbildungsschicht a us Chrom Oder - Cnromdxid beste&t.. 
kBnnen Tetrachlorkohleriatoff und ein Gasgemisdi ; aus Te- 
trachlorkohlenstof £ und '' Luf t mit guten ErgehnieWn : ainW- 
gesetzt werden / ;Andererseits' weraW*Pl^^kohlen#t?of f gase 
beispielsweise^ CF 4 und Ccig^g-^vbrz^;^ weria -die 1 Bild- 
ausbilduagsschicht a r us .Siliciua; GeroaniunF bder" tot^iiieo 
Gemisch aus Silicium und' Ge^aiw*aWge1)au*t ist^ ; 1Andere 
bekannte Gase kSnnen gleicKffcfc&f Verwsatfe* %"erdeoV^ 

Es ist gut bekannt , l^eriaii^ durca 'fein Gas- 
plasma eatferot werden "kb'nnen ; fge 3 atzt werden ) . Pies -ist 
beiapielaweiae ^n" Automatic ' Plasma Machines- for 'Stripping 
Photoresists V Richard 1. Bersin,* Solid State Teehhblogy, 
Juni 1970, Band 13 (6), Seite f 3^ bia 45 und "A Plasma 
Oxidation Process .for Removing Phot ores fist Filnis"-, Stephen • 
M. Irving, Solid State Technology, Juni ¥971 ^ Band 14 (6), 
Seite 47 -bia 51 , beschrieben. Pie Entf ernun'g' eines 'Materials 
uater Anwendung eiaes Gesplasmaa ^ ' diirfte'sich aufgrund^der 
zweif achen . Tats a che ergeben, dafl ; sich'd£e durchdas Gas- ju> 
plaama erzeugten Radikale mit dem' Material -unteFVer-- ; 
gasung vereinigen und die Ionen im^Gaaplasma mit dem- r '3 
Material zuaamrneastofleB, urn es abzustoflea (sogeaaaates 

: '". 0 * r: r- • • 
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Verspritzen). Wenn der Druck dea Gaaes hoch ist (bei- 
»if epielsvreise etwa 0,01 bia etwa 1 Torr) ist die Energie 
der-Besegung dar Ionen gering und der Spruheffekt let 
gl e i cbf His ^-goring . . In dies en Fa 11 dUrfte die Entfer- 
nung dee ^teriala ^pri^ar^ auf gruad der chemiachen Effekte 
durcb Kombination der Radikale mit dem Material auftre- 

■ 

ten* x ': «.:,:•. ■ < 

, ■ .Wenn; die bellchtete ^ Bildauabildungsschicht durch 

daa ^plasma entfernt w^jr^e, wird die verbliebene Emul- 
aionppcbi.cht 31 v e»*iern$, [vie. in^ipa^ $ gezeigt. Die 
Emulaipnaechieat kann -in. gleicher Weiae unter Anvendung 
einea Gaaplasmas Oder unter Anwepdung ei'ner En'tf ernungs- 
flusaigkeit entfernt werden.' Palls a ie.unter Anwertdung 
eines Gaaplasqas^entfernt^wird, ; wird ein aaueratof fhal- 
tiges Gaa wie Saueratoff, Gejniache>on Saueratoff und 

^t^Geaiscne;^ ^ d 
dgl* lalav Gaama teriai bevorzugt.. ..Palis eirie Eritfernunga- 
..-J^aigkei^^er^ndet ^wird ,7 kann diese aw*; einer wSaari- 
r gen rMsung :*in e .r ^w.^eiP.ea'^LltBlis .bder eines Seizes 
beateben^.Sjjeziflsche Be^apiele J?n toifernungsflttssig- 
keltenrsind .w;is^ge .^e^lsai^e., Saizsaure oder Sal- 
peteraa^ire ;und.dgl. f -^W^-WM^^^ * v&aBTi ^ e Natriuo- 
bydro*id ,oder ^li.unaiydroxid und dgl^ ; entbaltende LBsungen, 
,wSesr4ge ^atriuiohydroxid 'pder Eaiiunbydroxid und dgl. 
enthaltende Losungen und.wasarige Natriurinypochlorit oder • 
iLaliumhypochlorit , und ,4gl. enthaltende LBsungen. 
/. , ; , I ,,Ein besendera .uberlegenes ^eispiel dies er Ausf uhrungs< 
; •. ] fprPMbea t eht darin , ,dai' :ein Silberbild durcb biidweise 
■r ;..3e3.1chtung und .Eatwickluiig (obne; tf&ieraag) gebildet wird, 
..dps Siiberbild ''einer Ge^ Anwendung eines 

secbsyert igen ^Cbromipns^und , ein?r 'Halogen entbaltenden 
BleichlSaung , unterzqgen s wird , dann die Emulsibbsscbicbt 
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einheitlichem Licht ausgeeetzt vird und erneut unter 
Bildung von Silber an dec belichteten und nicht be- 
lichteten Bereichen entwickelt wird, worauf dann 'die 
Silberh8ilogepideinulsion8Schicht zur ; EntletMUrrg ''W'* 1 " 
unbelichteteo Bereiches der Etaiasionsschi'cht eitier 
Itzbleichbehandlung unterzogen wird, wShrend dffcr: 
belichteten Bereiche der Emulsibnsschicht belassen 
warden, aodafl die BildausbiidtiEigsschicht unterhalb 
der entfernten unbelichteteri - Berelche r frei£$legt 
wird und enachlieBend, vie voreteiiend geschild^t^der" 
unbedeckte Bereich der Bildausb il dungs s chi cht mi t einem 
GeBplaana entfernt wird und gegeberienfalle die verblie- 
bene Siibeyhalogenideiniaslbnsschiclit entfernt wird. 

■ ' ** ..... ... > , ; i t / . 

In diesetn Beispiel ist die negative und positive 



Beziehung ;im, Gegensatz zu denjenigen im voretenend" be- 
ecbriebenen, Pali. , Dae eyiagezei^e^e ^xianal in diesein 



Beiepiel liegt v derin, dafi nachdieeeiri Verfanren dee 
phot ographie che. Material eine eehr hotie lu^io^eWg ieigt 
Ublicherweiee iat, fella ein Relief aue eiher Silber- 
halogen idemulsionss chi cht durch eine ittzbieiciiung ge- 
bildet wir^ die AuflB^ 

nach dies em Verfahren Lin 1 en nit % bis 2^um aufgelOst 
we?rden kbnnen. Bieser Eff eirt kain Uriter invendung einer 
Bleichl8eung eraielt werden, die Halogen zueatzlicbi zun 
ee^hewertigen Chrooion enthaiti beiepieieweiee 
bictaroiaat und SalzeaureV und Icann oicht durch ' 
BleichlBeung erz^elt : Warden t die "jkvp ' eloer ' we^ex^lmf ''" 
LOeung von Eeiiunbichioinai un<J I. ^ ScbWef eleiure beeteht, 
wie eie ublioherweiee ztjt |Umke*ientwicktung oder Gerb- 
bleiohung engewandt werieni ^ Die ^ gegebenenfaii^ >^i'die- ^ 
eer Auef ubrungef orp eingeaet zte Grundierechicnt '[iat eine 
SchjLcht , welcbe innlg eoWobl an* der Biidauebiidi^geechicht 
ale auch der Silberhalog nideniuleionea uicht enbef^et. 

. ■:. 1''.. *p ,»• ;• ■• r/'t- ;• ; ' • . ■ -'t > S'.~ 
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Die. s G^and|.e^schicht enthSlt eiri hydrophiles Poiymerea . 
Beiai^l^^.^eel^e.,te Materialien "fOr die Grundier- 
8chiAht ; . ft a ind Gelatine ,. . Albumin , Easein , Celluloeederivate , 
StSrkederiyate, NatrXupalginat, Polyvinylpyrrolidon, Acryl- 
saurecqpalyoere und Polya-crylamid . Gilnstigerweiae ist die 
Stl^l^A^, O^dierscliichl;. .so gering wie moglich und sie 
betrSgt f 1m v allgeqe|nen etwa 0,01 bis etwa 5 ^um ; vorzugs- 
weise ,0 r 05 bis 0,3 Am. 

Nach einer ^weite.D Ausfuhrungsf orm der Erfindung wird 
,ein$ up^ehartete Oder geringfUgig gehartete Siit^rhalogenid- 
emulsionsschicht, d.h. eine. die sich mit tfarmeb Wasser bei 
6<K 18at, jedoch nicht "'bei 4Gtai bildweise belle htet und in 
der. glei,cben Weiae wie bei der era ten Ausftihrungaform ent- 



.W^clcalt und gege^benerifalls auch fix'iertV Darin wird das 
Silberbild.. V a \>iaer%^l£i^lKd&^nit' , 'liB0z : Gerbbleich- 
K ,18Bun& 2u^ ^rtupg 'dea ailberbiidtregenden Teilea der 
S|l^r^logj9Dldei^8loa90cUcht ririterzdgeri und dann wird 
der Nicht^ildbereicA " £er sifberhaiogenid^Wulaionsachicht 
mii wa£men tfasaer zur iteileiung der r Biidauabildungs8chicht 
unt^rhalb dee ITichtblldbereicnea * abgewaschen . Die nicht 
, .gQgerbten Gela'tipe-t^ kbhneri writer 

Aweridung Von varqe'ri Vaaaer bei eirier Tempera tur von etwa 
. 40 bis etva ' 7^," Torzugsvelse 45 bis 60PC,abgewasch6xi verdexie 
Wenn die Temperatur des zur Wascbe verwendeten Wassers 
n |f *ais A etwa 40t iet,' wird der nicht gegerbte gelatiae< 
hiilige 'iiadar :praicif.i*»ch' • nicht geiBst , wahrend," falle die 
^operatur ^ hSher ala 7Qt ist, die^MBglichkert eintritt, 
, dafl .der^ge^erbt^ wird. An- 

.aieblie|ead 'wird' .ladder v gielcheri'*'¥ei8 : a''w'ie bei der eraten 
,.,Aan||fflpiag0jro^ Jar, aicht ..abgedackte .Bereich der Bild- 
auabiidung88chicht durch ein Gaeplaama eritf ernt und r- 
] ford riichenf alia ' wird d'ie : verbli b ^e Silberhalogenid- 
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emulaionaschicht entfernt. Die "Gerbbleichung" 1st 
aine Eracheinung, wobei der Binder im ; silberbild r - 
tragenden Teil gehartet wird,,wenn 4ae .SUb^rMldl^ . 
geolelcht wird. Da der g.eb^ete.>ildbereic^.ii.Qhtr^ 
in warmen Waaser nicht 18a*; wird lediglich. die ,. . 
Bildauabildungsa chi cht entsprechead-dem Nichtbild- 
bereich freigelegt. Die Gerbbleichung und.. Zusaramen-. 
aetzungen ftir GerbbleichieJaungen sind beispielsweir 
se in P. Glafkides, Photographic Chemistry, Band 2, 
Seite 666 - 667, Fountain Prase, London, (1958) be- ."' 
8chrieben. ■• 

., .Nech einer dritten AusfUhrungsfarm der .Erfindung 
wird eine ungehartete Oder geringf ugig . gehartete Sil-. 

bildweiae, belle htet.und 

einer ^.en**^^ 

unterworfon. Dann ... 
wird der Nichtbildbereich der,. ! Bnu]U iQo^e^pbib^jBi^^f' 
warmen Wass er v zur Pre ilegung ; der Bildausbi {dungsachicht ' * ? 
unterhalb dea.Nichtbildbereiehes ,abgewaachen, Die 'nicht. ""' 
gegerbten Gela t ine-tJbarziigab^d«5rbere4che Ikb*nnea7 inter . 
Anwendung von warmen Wasssr bei -einer ...Tempera tur • ypn . . 
etwa 40 bis etwa 70>C, 7orzugsweise : 45 bis 6<tt,wegge-- f - 
waschen warden. Palls die. Temperatur , des . zur Wasohe ;7 er- ' 
wendeten Waesera niedriger ala -.etwa, A<K iat, wird, der \. ', 
nicht gegerbta gela tinehalt ige Binder praktisch nicht . - 
gelbst, wahrend, falls die Temperatur .hoher ials-W-ist, 
die MSglichkeit auftritt, da.B der gegerbte gela tinehalt ige 
Binder gelbst wird. Anechlieflend wird ^nau wie~bei.-der 
eraten AuafUhrungsform der; nicht. abgedeckte Bereich der ' 'k 
Bildauabildungsechicht. : mit ,,einem -Gasplasma entfernt und ■: 
gewtlnachtenf alia .wird; dieyverbliebene. SilberhalogenMemul- 
aionaachicht. entfernt, .Die.. ^^^^^^^ Mt^^'^ 
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^cheinung, v/obei cteir Binder des Bildausbildungsbereiches 
bei der Efitwicklimg gehartet wird und ist beispielsweise 
in P. Gla&i<i%a> ''Photographic Chenistry, s.o. Barid^ 
Seite 6 6 5 - 6 6 6 b 6s o^ir i e b e h V Di e in dieser Literatur- 
Btelle ange'gebenen Gerbentwicklerlosungen und weitere 
bekannte Gerbentwicklisriosungen 'konnen bei dieser Axis- 
f Uhrung'sJbrn eingtesetzt warden \ 

Geeignete BleichlosurigefrY'die bei den vorsteheid en 
Stufen verwendet werden konrien, umfassen eine wassrige 

Losung eines Gemisches einef 1 Chtoinverbindungv die sechs- 
wertiges Chromion enthalt beispielsweise Ilatriumdlclipbiaat, 
Kaliumdichrotaat j AnnnoniUmdichroinat, Na trium chroma t j ; Kalium- 
chroma ti Jumnoniumchromat und dgl » : ; , undeii)- Halogen, • beispiels 
weise ifaClj KC1, NaBr', Or , HC1 und 'dgl . Ferner kann ge- 
wunschtenfails r : ^i^ s sil^e^S{m^lSi8i^el^Seli^!feli8nr« Oder 
Ess igs Sure" urid ~&gfs ^kC r 'de'fi^iufigen a ^ttgelretB^' werdebv Die 
geeignete 'So^^ti'at'ibri- an eechewertigefi' Cnf6ttibnen kann 
im BereiBfi' von etv>a r 0,5 ' : 'j^^ia rr i^^ SS.it ±gtihg : der< Losung, 
vorzugsweise 5 •"'D& 06-%A *3tif«gei» i^'Die geelgnete Saure- 
konzentra'tibn 'liegt : : ifi 7 figrei'd'fi^v6ii-ett»a 0,1 bis 1 200 ml/1/ 
vorzugkweise : 0,25 T: Bis 'tO -ml/l-fiir^SO^ mlt 98 Gew.-%, 
HC1 mit ' 3"5 iGew.^ und HttO* mit ! 70 Gew.-#" und dgl. und 
die-geeignete Halogenkonzehtration liegt im Bereich von 
etwa f'g/1 bis zur SaVttigurig der Losung, vorzugsweise 
5 g/1 bis J zur<Sat : tigun^ der Lssun'g. Die geeignete Tempe- 
ra tur zui* Bi-eichun'g kann "im Bereich von etwa 10 bis 60C 
vbrzugsweise --1 5 bis 40$;*/3bren'd : etwi 10 Sekunderi bis ' : 
etv»a : ^O^Mfnulien betragenv ' ■ - : '■■ 

•■ - -Die -iibli cberwe ise Vngewarid t eri Bedingungen bins icht- 
lich -der :: B6n"sen tra*t ion der Gerbentwicklerl53ung und die 
Benan'diu^gsparan61:er : w'ie ^eWpeira'tur und Zeit der vorstebend 
arigewattdten Gerbentwickiung kiinnen im Rahmen der Erf indung 
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angewandt werden, wozu auf C.E.K. Mees & T.H C Jaicea, ; 
The Theory of the Photographic Process, 3^u^i^;age, 
Seite 304 bis 306, The Macmillea "Company, :lfew : I<5^k, 
(1967) verwiesen wird. " -'^y ii.hr 

Die folgenden Beispiele dienen zur weiteren 
Erlfiuterung der Erfindungi Palls 'nichts anderes <ange- 
geben 1st, sind s&mtliche Telle, Prozentsatze^ ;7er- 
h&tnisse und dgl. auf das Gewicht bezogen. 



•• •! 1 ' . • ■ 



Belspiel 1 



^1 



' " ■ . » — ' * L, . 

Unter ABwendung; von 50 g. Gelatine und 168 g Silberbromid 
vurden 140p ml einer Silberbrpniid emulsion hergestellt 
(das Silberbromid. ha,tte f , eine 4urchsc r liSittliche tfeilchen- 
grBfle von etwa 0,06 yum jl ; Dift, Itaulpiqn wurde phys ileal is ch 
gereift, chemisch durch Zusatz von Netriumthib^ und 
Chlorgold-III-saure gereift und auf 510 am. bis 560 nm durch 
Zusatz von 0,15 g 5-[2-(3-!fetfayltUa*dli^ 
3-carboxymethylrhodanin sensibilisiert. Danfr^ 
Emulsion auf die Chroma chicht einer Natronkalkglasplatte 
mit darauf im Vakuum zu einer Starke von : etWa j 0,1 ^um ab- 
geschiedenen Chroms so aufgezogen, da 13 na ch der Tro ck- , 
nung die Starke der Silberhalogenideinxilsionaschicht efrwa 
2 ,jum betrug. Das erhaiterie phbtiograpliische 1 Material wur- 
de bildweise an Licht aus einer Wplframlampe durch einen 
grtlnen Filter (Kodak Wrat ten llr, 58B) Wfitoend 3 Sekunden 
ausgesetzt und mit . einer ,Entw^ folgenden 



Zusammensetzung bei , -?4°G wShr end. 5 Minut $n, . sur ^ _^ 
dines Silberbildes entyipkelt*. , - 

1-Fh nyl-3-pyrazolidon " " "0",$* g ! 
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a? 



Natriumsulf it 
Hydtfdahlnon 



Natfd.uincai*onat (Monohydrat ) 

Kaliumbromid 

Benzotriazol -j 

- " { 

1 *Phenyl*5-mercaptotetrazol , 

> * 

Phenazin-2-carbonsaure • 
Wasser zu 



v *■ 



50 g 

12 g 

60 g 

2 g 
0,2g 

5 mg 

1 g 

1 1 



Das entvickelte Material wurde wShrend 30 Sekunden in 
eine wSssrige 1 , 5#ige EssigsSurelosung zumt Abbrueh der 
Entwicklung eingetaucht und mit Wasser wMhr end 1 Minute 
geyaschen. Der Silberbildbereich wurde danri mit einer 



, I^%zyx^}-^^&}^E,^T folgenden Zusatamensetztihg wanrend 
2lMlnuten bei 20% i4 zw ;J Fr^i^ unter- 



halb des Silberbildberelches Stzgebleicht. 

** (y n & ?■ • ■•• *• «*■ "« ~- <■* ; * • 

, *tzbleichlosung " 



.1 * - 

"J. 



jCupf er-I Ir?^hlorld 



*^ Wasser ; 



10 g 
10 g 



* 



1 

A f". 



-r .. h * 



( 2/> L6>Ung. JB , 

wMs.$rlge Wasserstof f peroxidlBsung 



Vpr deifi Gebratfch Wiirderi 1 Volumenteil der LBsung A 
mit 1 Vdlumen'teil der LOstuig B vermischt. ^ 
■ - - "Ife^ 'behakddlte ^ho^dgirapHIsdhe Material wurde mit 



wassetr wShrexSci 5 Minti^en ^ewaschen und getrocknet. 

Dann wurde das photographische Material in eine Plasma- 
fit zvorrichtung (Mod 11 PLASM0D II, Produkt' der Tegal Cor- 
poration) zur Durchftihrung einer Plasaafit2ung der unab- 
gedeckten Chromschicht ingebracht. 
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Pla sma St zbe d ingung en 
Frequenz 

Hochfrequenzabgabe 
Gas 

Gasdruck 
Xtzzeit 



3 *-: ? 



'.( til '" 



13,56 MHz 
5 0 yi 

Gemisch aus mit Tetr^chloir- 
kohienstoff gesattigter Luf t 

etwa 0,1 Torr 
5 Minuten 



: , ■ i i - 3 I * 

Das Aussehen des Nichtbildbereiches der pulsions - 
schicht vurde kaum geSndert. 

Der Nichtbildbereich der Emulsionsschicht. wurde wahrend 
2 Minuten in eine XtzlBsung aus Natriumhypochlorit mit elner 
Konzentration von etwa 1 % zur Entferhung eingetaucht, wo- 
rauf mit Wasser gewaschen und getrocknet wurde, sodafl eine 
Chromnaske gebildet wurde. 

Die dabei erhaltene Chrommaske loste minimale Linien- 
brelten von etwa 12/um auf. 



^ ■ - » 



Beisplel 2 

Nach der At2bl.eicjiu^sj*u|jft, ^on' 3eisj>iel : 1 s , wurde das 
Silberhalogenid in dem Nichtbildbereich durch AuflBsung 
mit einem Fixierbad der f olgenden Zusammensetzung ent- 
fernt. 



■ " « ■ » • 



Zusamme nsetzung der FixlerlSsunj 

Ammoniumthiosulfat (70#ige wassrige LSsung) 
Natriumsulfit (wasserfrei) 
Bora Sure ' r - *' 3 

Eisessig 
Aluminiumsulf at 
Schvef els Sure (9830 
Wasser zu 



2C«i ml 

15 g 

2 S 

16 ml 

ID g 
2? ml. 
1 1 
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Nach der WMsche mit Wasser und Trocknung wurde 
das photographische Material unter den gleichen Be- 
dingungen wie in Beispiel 1 plasmageatzt und danii wurde 
der Nichtbildbereich der Emulsionsschicht mit %iihem Sauer 
. st^pias^afdl WO% ) ' entf ernt . 

Sauerstoffnlasmabedingungen 

Frequenz 13,56 MHz 

' HotJlifrequenzabgabe ~ ' ; 50 w 

Casdruck etwa 0,1 Torr ■ 

Entfernungszeit *•' 4 1 5 Minut'en " 

me dabei erha^ltene ? ^rpnpiaske hatte die gleiche 
QualitSt wie die in Beispiel 1 erhaltene. "[ 



Beispiel 3 



' •■ • f f ' t • : ' * * " * . V •' »' ■• 



Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wurde 
ausgeflihrt, wobei Jedoch eine Siliciumschicht mit einer 
Starke von etwa 0,1 Aim anstelle der Chromschicht einge- 
setzt wurde untf die -?lasma^ung ; unter den folgenden Be- 



diiigungfen ausgef Uhrt •-' wurd£ \ 



PlasmaStzbedlngungen 

Gas • Freon 12 (CC1 2 F 2 ) 

Gasdruck .... etwa 0,1 Torr 

Frequenz 13,56 MHz " _ ' 

Hochf requenzabgabe etwa 40 w 

Xtzzei^ 6 Minuten 

v iPie dabei erhaltene Siliciummaske 16ste minimale 

«... * 

Linienbreiten von etwa 12/um auf. 
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Beispiel A 



- Nach der Entwicklung:. gemSB, dem , Verf ehren yon 
Beispiel 1 vurde das photogf aphis che Material ;,mit einer 
BleicM6sung der folgehden Zusammensetzungj bei .2<yc 
vahrend 1 Minute gebleicht. ,.<•>• . - 



* L i * , 



- 

Bleichlosunfl 

Kaliumbichromat 10 g 

Salzsaure (36#ige wfissrige L8s.ung) 10 mi 
Wasser- zu i i 



Nach der WSsche tilt Wasser wiirde das Material 
einheitlich wShrend 1 0 • Sekundeh an Licht aus einer 
Wolframlampe (8000 Lux) ausgesetzt und dann nit dem 
gleichen Entwickler, wle in Beispiel 1 betkZf^MShrend 
3 Minuten.entwicke.lt ... . 

An ? c W efle .?? d W<* e . entwickelte Material in 
der gleichen Welse^wie in.; Beispiel"V 2ur ^ljiung : einer 
Chrommaske bjehandelt. 

Die dahei erhaltene .i^ro^aske 16ste eine^minimale 

Linienbreite yon ,6^ eu^' " ' " 1 ^ v M 



fca!? <;/, • ,v< :. -■ ;i ; , : .... r 



Beispiel g 



; f ;, r 



Nach der bildweiseh Belichtung? entsprechend dem 
Verfahren von Beispiel 1 wurde das photograph! sche Ma- 
terial mit einer GerbentwicklerlBsung der folgenden Zu- 
sammensetzung bei 20°C wahrend 2 Minuten entwickelt. 
OerbentwlcklerlSsunfl 

Pyrogallol 8 g 

Natriumhydroxid 3 g **** 

Ammoniumchlorid 1,5 g 

Kaliumbroxnid 1,5 g 

ZitronensSure 0,2 g 

Wasser zu 11 
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VI 

Das entwickelte Material wurde mlt Wasser wShrend 

« 

30 Sekxinden gewaschen ,und mlt.; 1 etwa 1 Mol/l Hypochlorit 
iittigii'eh* wShf end ' 2 rrMinuten f ixlert • Dann wurde der 
Mchtfcildb'erelch der Emulsionsschicht mlt warm en Wasser 
bei 6CK abgewaschen. Das photographlsche Material wurde 
dann wShrend 30 Sekundfen in eine wassrige Formaldehyde 
ltJsung mlt einer Konzentration von etwa 3 % eihgetaucht 
und dann getrocknet* 

AnschlleBend wurdiii <&s phdtographische Material in 
der gleichen Weise wie in Beispiel 1 behandelt, sodafi 
eine Chrommaske erhalten wurde • Die dabei erhaltene Maske 
lOste .Linien mit 15 bis : 2Qywm Bi^eite auf r . 

:* • J • . . ! -. .•-,.« •."" • . .«■■ :v .: - • - • • J 

: Beispiel 6 . ^ , t 

Nach der Blelchung beim* Verfahrih Vbh Beispiel 4 
r vurdei das phot6graphis|he^ Material" in r der gleichen Weise 
9 vfe' f in' BeTspiel iixiertl Dann ? Wurde ci der' Nlchtbildbe- 
reich der Emulsionsschicht mlt' Varm^n Wasser bei etwa 
6&C * abgewaschen und : dinn" wurde 1 das' Material getrocknet . 
AnschlleBend wurde das phb^otraphisfche Material in 
der gleichen Weise wie in Beispiel 1 zur Bildung einer 
Chrommaske behandelt. Die erhaltene Chrommaske lBste 
tihihri'mi^ 5 . Vts 20yum Brelte auf. , 

; V':- ■• ■ • •••• - x- . -,<. • , *\ ., ;■■ • 
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Beisplel 7 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 5 wurde 
wiederholt, wobei Jedoch die TrockenstSrke der Silber- 
halogenidemulsionsschicht zu einer Starke von etwa 
0,5/um geHndert wurde. Die erhaltene Chrommaske 16ste 
Llnien mit 2 bis 3 /urn Breite auf. 

Beispiel 8 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 6 wurde 
wiederholt, wobei Jedoch die TrockenstSrke der Silber- 
nalogenidemulsionsschicht zu einer Starke von etwa 
0,5 /urn geahdert wurde. Die erhaltene Chrommaske ISste 
Llnien mit 2 bis 3 /um Breite auf. 

Beispiel 9 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 4 wurde 
durchgefuhrt, wobei jedoch die TrockenstSrke der Silber- 
halogenidemulsionsschicht zu einer Starke von etwa 
0,4/um geahdert wurde. Die erhaltene Chrommaske ISste 
Llnien mit 1 bis 2 /urn Breite auf. 

Belsnlel 10 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wurde 
durchgefuhrt, wobei jedoch das gleiche photographische 
Material wie in Beispiel 1 verwendet wurde, mit der Aus- 
nahme, dafl ein Aluminiumoxid-KeramiktrSger anstelle des 
GlastrHgers verwendet wurde. Ein permanent stabiles 
und dauerhaftes Muster aus Chrom wurde erhalten. 

Die Erfindung wurde verstehend anhand spezieller 
Ausftlhrungsformen beschrieben, ohne daB die Erfindung 
hi rauf begrenzt 1st. 
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